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(g) UV-Bestrahlungssystem zum Bestrahlen von Objekten in gefluteter Bestrahlungskammer 

@ Bestrahlungssystem (1; 20) zum Bestrahlen von Objek- 
ten mit ultravioletter (UV) Strahlung, mit 
einer UV-Bestrahlungseinrichtung (2; 21)zum Bestrahlen 
eines oder mehrerer Objekte mit UV-Strahlung, 
einem Objekttrager (14; 29) zum Tragen eines oder meh- 
rerer zu bestrahlender Objekte, (15; 31) 
wobei die UV-Bestrahlungseinrichtung und/oder der Ob- 
. jekttrager so ausgestaltet sind, 

dasssie zum Bestrahlen des oder der auf dem Objekttra- 
ger angeordneten zu bestrahlenden Objekte zusammen- 
gebracht werden konnen, wobei die UV-Bestrahlungsein- 
n'chtung und der Objekttrager im zusammengebrachten 
Zustand eine Bestrahlungskammer bilden, und wobei 
eine Zufuh rein rich tung (10; 26) zum Zufuhren von gasfor- 
migem Kohlendioxid (C0 2 ) die Bestrahlungskammer und 
eine Enduftungseinnchtung (11; 27) zum Entliiften von 
Luft aus der Bestrahlungskammer beim Zufuhren von 
gasformigem C0 2 dergestalt vorgesehen sind, da& sich 
das oder die Objekte auf dem Objekttrager wahrend der 
Bestrahlung in gasformigem CO2 befinden. 



— 1> 



1 



! 




o 

CM 



BUNDESDRUCKEREI 02.03 503 160/41/30A 



3 



.•••« i ; : ; :• • 
• i ' ' : ; • : • « * 



1 

UY-Bestrahlungssystem zum Bestrahlen von Objekten in gefluteter 

Bestrahlungskammer 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Bestrahlungsvorrichtung zum Bestrahlen von 
5 Objekten mit ultravioletter (UV) Strahlung. Insbesondere betrifft die vorliegende 
Erfindung ein Bestrahlungssystem zum getakteten oder quasi-kontinuierlichen 
Bestralilen von einem oder mehreren Objekten nacheinander in einer jeweils separat 
gesctiaffenen C0 2 -Atmosphare. 

10 Bestrahlungsvorrichtungen zum Bestrahlen von Objekten mit UV-Strahlung sind in 
verschiedenen Variational bekannt. Grundsatzlich werden durch diese 
Bestrahlungssysteme mittels der UV-Strahlung Klebstoffe, Lacke, Kunststoffe, 
Farben usw. getrocknet und/oder ausgehartet. Dieses Trocknen und Ausharten erfolgt 
beispielsweise an Objekten wie Compact Discs (CDs), Digital Versatile Dies 

15 (DVDs), usw., aber auch an Klebstoffen, mittels derer kleine und kleinste 
elektronische Bauteile innerhalb der elektronischen Gerate verklebt werden. 
Weiterhin wird die UV-Strahlung zum Ausharten bzw. Trocknen von Oberflachen, 
Lacken, Kunststoffen usw. in der Automobilindustrie in der Kunststofffertigung usw. 
angewendet. 

20 

Allen geschilderten Anwendungen ist gemeinsam, dass die bestrahlten Objekte bzw. 
Oberflachen durch die von der UV-Strahlung ausgeldsten photochemischen 
Reaktionen abhangig von der Strahlungsenergie getrocknet bzw. ausgehartet werden. 
Problematisch ist hierbei, dass der in der Atmosphare enthaltene Sauerstoff in dem 

25 bestrahlten Lack und/oder Klebstoffsystem in Konkurrenzreaktion mit der Vernetzung 
reagiert, die durch im Lack und/oder Klebstoffsystem enthaltene Photoinitiatoren 
verursacht wird. Genauer gesagt, reagiert der Sauerstoff mit den Photoinitiatoren- 
Radikalen bzw. den Doppelbindungen der Bindemittel/Monomere der bestrahlten 
Oberflache. Hierdurch verzogert sich die Vernetzung bzw. Aushartung. 

30 Ublicherweise wird daher versucht, dieses Problem durch den Einsatz hoherer 
Konzentrationen an Photoinitiatoren und/oder einer hoheren UV-Strahlungsdosis zu 
losen. Nachteilig ist hierbei, dass sich die Produktionsgeschwindigkeit in Folge der 
langeren Trocknung bzw. Aushartung verringert, dass durch die hohere Energie 
und/oder hohere Photoinitiatoren-Konzentration die Verfahrenskosten erhoht werden 

35 und eine erhohte Gemchsbildung durch die erhohte Photoinitiatoren-Konzentration 
und den Restmonomergehalt auftritt. 

Diese Nachteile werden im Stand der Technik, wie z.B. der WO 00/14468, durch 
eine Vernetzung, d.h. UV-Bestrahlung in einer inerten Atmosphare mit Stickstoff zu 
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veningem versucht. Dabei wird das zu bestrahlende Objekt bzw. die zu bestrahlende 
Oberflache wahrend der UV-Bestrahlung mit Stickstoff umspult bzw. in eine 
Stickstoff-Atmosphare gebracht. Auch die Verwendung von Stickstoff hat jedoch 
grofle Nachteile. Einerseits ist das spezifische Gewicht von Stickstoff kleiner als das 
spezifische Gewicht von Luft, d.h. der Stickstoff ist sehr fluchtig, wodurch ein sehr 
hoher Verbrauch an Stickstoff entsteht. Falls der hohe Verbrauch an Stickstoff 
beschrankt werden soli, ist ein hoher konstruktiver Aufwand fur die Abdichtung der 
inerten Atmosphare notwendig. Insbesondere hat jedoch Stickstoff als inertes Gas bei 
der Aushartung bzw. Trocknung von Objekten unter TJV-Strahlung den Nachteil, 
dass ein hoher Reinheitsgrad an Stickstoff erreicht und aufrecht erhalten werden 
muss, da bereits bei einem sehr geringen Rest-Sauerstoffgehalt im ppm-Bereich die 
erwunschten Vorteile der schneUen und effizienten Trocknung bzw. Aushartung nicht 
mehr gegeben sind. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein 
Bestrahlungssystem zum Bestrahlen von Objekten mit UV-Strahlung bereit zu stellen, 
das eine getaktete Bestrahlung von Objekten oder Objektgruppen nacheinander in 
einer mdglichst guten inerten Atmosphare bei gleichzeitig geringem konstruktivem 
Aufwand ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird durch ein Bestrahlungssystem zum Bestrahlen von Objekten mit 
UV-Strahlung gemafl Anspruch 1 gelost. Das erfindungsgemafie Bestrahlungssystem 
umfaBt eine UV-Bestrahlungseinrichtung zum Bestrahlen eines oder mehrerer Objekte 
mit UV-Strahlung, einen Objekttrager zum Tragen eines oder mehrerer zu 
bestrahlender Objekte, wobei die UV-Bestrahlungseinrichtung und/oder der 
Objekttrager so ausgestaltet sind, dass sie zum Bestrahlen des oder der auf dem 
Objekttrager angeordneten zu bestrahlenden Objekte zusammengebracht werden 
konnen, wobei die UV-Bestrahlungseinrichtung und der Objekttrager im 
zusammengebrachten Zustand eine Bestrahlungskammer bilden, und wobei eine 
Zufuhreinrichtung zum Zufuhren von gasformigen ^Kohlendioxid in die 
Bestrahlungskammer und eine Enttuftungseinrichtung zum Entlflften von Luft aus der 
Bestrahlungskammer beim Zufuhren von gasformigen 'Kohlendioxid dergestalt 
vorgesehen sind, dass sich das oder die Objekte auf dem Objekttrager wahrend der 
Bestrahlung in gasfdrmigem COj befinden. 

Die Verwendung von gasformigem C0 2 ist erfindungsgemafl besonders vorteilhaft, 
da gasformiges C0 2 schwerer ist als Luft, d.h. es ist weniger fluchtig, wodurch sich 
ein entsprechend wesentlich geringerer Verbrauch und entsprechend geringere Kosten 
als beim im Stand der Technik verwendeten Stickstoff ergeben. Weiterhin kann im 



Vergleich zum bekannten Stickstoff durch die Verwendung von gasformigem C0 2 
eine vergleichbare Qualitat bei der Aushartung bzw. Trocknen auch bei hdheren 
Sauerstoff-Konzentrationen im C0 2 von ca. 0,1 bis 10 % erreicht werden. Das 
bedeutet, dass bei einem einfachen konstruktiven Aufwand eine hohe Gute und 
Geschwindigkeit bei der UV-Bestrahlung erreicht werden kann. Fur die UV- 
Bestrihlung einzelner Objekte nacheinander bzw. einzelner Gruppen nacheinander in 
einer jjetakteten oder quasi-kontinuierlichen Verarbeitung kann erfindungsgemaB mit 
eineih sehr geringen konstruktiven Aufwand eine rasche und qualitativ hochwertige 
UV-Bestrahlung durchgefuhrt werden. Die UV-Bestrahlungseinrichtung und der 
Objekttrager mit dem oder den zu bestrahlenden Objekten werden zusammengebracht 
und bilden eine Bestrahlungskammer. Die Bestrahlungskammer wird mit gasformigen 
C0 2 geflutet bzw. gefullt, wonach sofort die UV-Bestrahlung durchgefuhrt wird. 
Durch das hohere spezifische Gewicht des gasformigen C0 2 wird die Luft durch die 
Entluftungseinrichtung rasch aus der Bestrahlungskammer verdrangt. Das gasformige 
C0 2 entweicht wahrend der Bestrahlung nicht aus der Entluftungseinrichtung und 
bleibt in der Bestrahlungskammer. Nach erfolgter Bestrahlung werden die UV- 
Bestrahlungseinrichtung und der Objekttrager wieder getrennt, wobei das C0 2 
gegebenenfalls gesammelt und zur weiteren Verwendung wieder aufbereitet werden 
kann. Vorteilhafterweise sind die UV-Strahlungsquelle(n) der UV- 
Bestrahlungseinrichtung von der Bestrahlungskammer luftdicht abgetrennt, um 
Verwirbelungen im C0 2 durch die Beluftung/Kuhlung der UV-Strahlungsquelle(n) zu 
vermeiden. Als Trennmaterialien sind UV-durcMassige Materialien wie Glas, Quarz 
etc. vorteilhaft. 

Insgesamt ergibt sich durch das erfindungsgemafie Bestrahlungssystem daher eine 
konstruktiv einfache, jedoch trotzdem effiziente und schnelle Moglichkeit zur 
getakteten bzw. quasi-kontinuierlichen UV-Bestrahlung von Objekten oder 
Objektgruppen nacheinander. 

Vorteilhafterweise sind eine Anzahl von Objekttragern an einer 
Bewegungseinrichtung vorgesehen, die die Objekttrager nacheinander zu der UV- 
Bestrahlungseinrichtung bewegt. Die Bewegungseinrichtung kann beispielsweise ein 
Drehtisch, FlieBband oder eine ahnliche Vorrichtung sein, auf der mehrere 
Objekttrager angeordnet sind. Die Objekttrager werden jeweils zu der UV- 
Bestrahlungseinrichtung bewegt, dort angehalten und mit der UV- 
Bestrahlungseinrichtung zusammengebracht. Nach erfolgter Bestrahlung werden die 
UV-Bestrahlungseinrichtung und der Objekttrager wieder getrennt und der nachste 
Objekttrager in der Reihe wird zur UV-Bestrahlungseinrichtung bewegt. 
Selbstverstandlich konnen auch mehrere UV-Bestrahlungseinrichtungen die Folge 



sein, die jeweils mehrere der Objekttrager auf der Bewegungseinrichtung gleichzeitig 
verarbeiten. 

Vorteilhafterweise bewegen entsprechende Antriebsmittel die UV- 
Bestrahlungseinrichtung und den Objekttrager zum Bilden der Bestrahlungskammer 
aufeinander zu. Alternativ konnen entweder die UV-Bestrahlungseinrichtung oder der 
Objekttrager alleine bewegt werden, um die Bestrahlungskammer zu bilden. 
Beispielsweise, wenn eine Anzahl von Objekttragern fest an einer 
Bewegungseinrichtung wie einem Drehtisch angeordnet sind, ist es von Vorteil, wenn 
sich die UV-Bestrahlungseinrichtung von oben auf die Objekttrager zu bewegt. 

Vorteilhafterweise weisen die UV-Bestrahlungseinrichtung und/oder der Objekttrager 
Dichtungen zum Abdichten der Bestrahlungskammer auf. Insbesondere an denjenigen 
Stellen der UV-Bestrahlungseinrichtung und des Objekttragers, die beim 
Zusammenbringen aufeinander treffen, ist es von Vorteil, entsprechende Dichtungen, 
beispielsweise aus Gummi, weichen Kunststoff oder dergleichen vorzusehen, um ein 
Austreten von gasformigen C0 2 aus der gebildeten Bestrahlungskammer zu 
vermeiden. 

Vorteilhafterweise weisen die UV-Bestrahlungseinrichtung und/oder der Objekttrager 
seitliche Wande zum seitlichen Begrenzen der Bestrahlungskammer auf. Entweder 
konnen hierbei wohl die UV-Bestrahlungseinrichtung als auch die Objekttrager 
seitliche Wande aufweisen, die beim Zusammenbringen passgenau einander 
anschlieBen, um die Bestrahlungskammer zu bilden, oder eine der beiden 
Komponenten weist alleine die seitlichen Wande auf. Beispielsweise, wenn, wie in 
einem weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsbeispiel, die UV-Bestrahlungseinrichtung 
den oberen Teil und der Objekttrager den unteren Teil der Bestrahlungskammer 
bilden, ist es von Vorteil, wain der Objekttrager die seitlichen Wande aufweist. 
Hierdurch sammelt sich das gasfdrmige C0 2 beim Einbringen in die 
Bestrahlungskammer in den Objekttrager, der sozusagen einen Trog bildet. In diesem 
Fall ist die Frage einer Abdichtung zwischen dem dbjekttrager und der UV- 
Bestrahlungseinrichtung nicht zu kritisch, da das gasformige C0 2 in Folge seines im 
Vergleich zur Luft groBeren spezifischen Gewichtes im Objekttrager bleibt. 

Vorteilhafterweise weisen die UV-Bestrahlungseinrichtungen und/oder der 
Objekttrager an ihren die Bestrahlungskammer bildenden Innenseiten ein hoch 
reflektierendes Material, wie z.B. hochreines Aluminium oder dergleichen auf. 
Hierdurch wird eine effizientere Bestrahlung des oder der Objekte ermoglicht, da 
auch von den Wanden bzw. dem Boden und der Decke der Bestrahlungskammer 
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reflektiertes UV-Licht zur Bestrahlung beitragt. Dieses ist insbesondere bei der 
Bestrahlung von 3-dimensionalen Objekten bzw. von 2-dimensionalen Objekten auf 
der Ober- und Unterseite von Vorteil. 

Vorteilhafterweise ist die Zufuhreinrichtung zum Zufuhren von gasformigen C0 2 an 
der llTV-Bestrahlungseinrichtung und/oder dem Objekttrager angeordnet. Falls die 
UV-Bestrahlungseinrichtung oder der Objekttrager stationar angeordnet sind, ist es 
von Vorteil, wenn die Zufuhreinrichtung am jeweils stationaren Element angeordnet 
ist. Dies verringert den konstruktiven Aufwand erheblich. 

Vorteilhafterweise umfassen die UV-Bestrahlungseinrichtung und/oder der 
Objekttrager einen Sauerstoff-Sensor zum Messen des Sauerstoffgehaltes in der 
Bestrahlungskammer. Hierdurch kann einerseits der optimale Zeitpunkt bestimmt 
werden, bei dem UV-Bestrahlung begonnen werden kann, beispielsweise wenn der 
Sauerstoffgehalt unter einen voreingestellten Schwellenwert gefallen ist, der 
beispielsweise bei 10 % liegt. Weiterhin kann der Sauerstoffgehalt wahrend der UV- 
Bestrahlung gemessen werden, urn die Qualitat der Bestrahlung sicher zu stellen. 

In der folgenden Beschreibung werden bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele des 
erfindungsgemaBen Bestrahlungssystems in Bezug auf die beigefugten Zeichnungen 
erlautert, in denen 

Fig. 1 eine schematische Querschnittsansicht eines ersten 
Ausfuhrungsbeispieles eines erfindungsgemaBen Bestrahlungssystems mit einer 
UV- Bestrahlungseinrichtung und einem Objekttrager in zusammengebrachtem 

Zustand, 

Fig. 2 eine Draufsicht des in Fig. 1 gezeigten Bestrahlungssystems, 

Fig. 3 eine schematische Querschnittansicht eines zweiten 
Ausfuhrungsbeispieles eines erfindungsgemaBen Bestrahlungssystems mit einer 
UV- Bestrahlungseinrichtung und einem Objekttrager im zusammengefugten 
Zustand, und 

Fig. 4 eine Draufsicht auf das in Fig. 3 gezeigte Bestrahlungssystem zeigen. 

Fig. 1 zeigt eine schematische Querschnittansicht eines erfindungsgemaBen 
Bestrahlungssystems 1 zum Bestrahlen von Objekten mit UV-Strahlung gemaB einem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel. Hierbei sind in Fig. 1 eine UV-Bestrahlungseinrichtung 2 



zum Bestrahlen eines oder mehrerer Objekte mit UV-Strahlung und ein Objekttrag< 
14 zum Tragen eines Objekts 15 im zusammengebrachten Zustand dargestellt. 



Bevor die UV-Bestrahlungseinrichtung 2 und der Objekttrager 14 zusammengebracht 
werden, wird der Objekttrager 14, der beispielsweise auf einem Drehtisch oder auf 
einem Flieflband angeordnet ist, seitlich aus der Taktrichtung zugeruhrt. Daraufhin 
werden die UV-Bestrahlungseinrichtung 2 und der Objekttrager 14 aufeinander 
zubewegt und zusammengefuhrt, so dass sie eine Bestrahlungskammer bUden, in der 
das Objekt 15 mit UV-Strahlung bestrahlt wird. Die UV-Bestrahlungseinrichtung 2 ist 
mit Antriebsmitteln verbunden, die eine Hubbewegung enndglichen. In ahnlicher 
Weise ist der Objekttrager 14 fiber eine Verbindung 18 mit entsprechenden 
Antriebsmitteln verbunden, die ebenfalls eine Hubbewegung ermoglichen. 

Die UV-Bestrahlungseinrichtung 2 umfafit eine oder mehrere UV-Lampen, wie z.B. 
ein Langbogenstrahler, einen Lichtledter-Punktstrahler oder dergleichen. Sie besteht 
im wesentlichen aus einem Gehause 3 mit entsprechenden Seitenwanden mit einem 
elektrischen Anschlufi 4, Pneumatik-AnschlGssen 6, 7 fur den nicht gezeigten 
VerschluBmechanismus, so wie einem Abluft-AnschluB 5 auf der oberen Seite, wie in 
der Draufsicht der UV-Bestrahlungseinrichtung von Fig. 2 dargestellt ist. Weiterhin 
sind Zuluft-SchUtze 8 auf der Oberseite der UV-Bestrahlungseinrichtung 21 
vorgesehen. 

Die untere Seite der UV-Bestrahlungseinrichtung 2, d.h. diejenige Seite, an der UV- 
Strahlung austritt, ist durch eine Deckelplatte 9 abgeschlossen, die nach unten eine 
Offhung zum Durchtreten der UV-Strahlung freigibt und seitlich nach auBen einen 
Rand bildet. In diesem Rand sind Zutuhreinrichtungen 10, beispielsweise durch 
entsprechende Rohre, fur die Zufuhr von gasformigem C0 2 in die mit dem 
Objekttrager 14 gebildete Bestrahlungskammer vorgesehen. Weiterhin weist die 
Deckelplatte 9 Entluftungslocher 11 zum Entluften von Luft aus der 
Bestrahlungskammer beim Zufuhren des gasformigen C0 2 auf. Da gasformiges C0 2 
ein hoheres spezifisches Gewicht als Luft hat, wird die Liift beim Eintreten des CO* 
in die Bestrahlungskammer nach pben hin verdrangt und tritt aus den 
Entluftungsldchern 1 1 aus. 

Seitlich an die Deckelplatte 9 schlieflen sich Seitenwande 12 an, die beispielsweise 
einstuckig mit der Deckelplatte 9 ausgebildet sein konnen. Die Seitenwande 12 bilden 
im zusammen gefugten Zustand mit dem Objekttrager 14 die Seitenwande der 
Bestrahlungskammer. 



Der Objekttrager 14 umfaBt eine Tragerplatte 16, auf der ein zu bestrahlendes Objekt 
15 gelagert und gegebenenfalls gehalten wird. Die Tragerplatte 16 ist auf einer 
Bodenplatte 17 angeordnet, die im wesentlichen die gleichen MaBen und die gleiche 
Form aufweist wie die Deckelplatte 9 der UV-Bestrahlungseinrichtung 2. Am 
AuBenrand der Deckelplatte 17 sind Dichtungen 19 angeordnet, die mit den 
SeiterKvanden 12 der UV-Bestrahlungseinrichtung 2 dergestalt zusammenwirken, dass 
die Bdstrahlungskammer abgedichtet ist und kein gasformiges C0 2 austreten kann. 
Alterhativ kdnnen die Dichtungselemente auch am unteren Rand der Seitenwande 12 
angeordnet sein. Die Ausgestaltung der Dichtungen ist beliebig, beispielsweise 
kdnnen Kunststoffmaterialien oder Gum mi zum Einsatz kommen. In dem 
dargestellten Ausfuhrungsbeispiel sind die Dichtungen 19 durch eine vom Rand der 
Bodenplatte 17 umlaufende Doppelwand gebildet, wobei die Seitenwande 12 
zwischen die beiden Wande der Doppelwand eingefuhrt werden. 

Nach dem Zusammenfuhren des Objekttragers 14 und der UV- 
Bestrahlungseinrichtung 2 wird gasformiges C0 2 durch die Zufuhreinrichtungen in 
die Bestrahlungskammer eingebracht und gleichzeitig die darin enthaltene Luft aus 
den Entiuftungsdffhungen 11 entluftet. Das Befullen mit gasformigen C0 2 kann 
entweder nach dem Einbringen eines vorbestimmten Volumens stoppen, oder es kann 
ein Fullpegel-Sensor z.B. ein 0 2 -Sensor vorgesehen sein, der bei Erreichen eines 
vorgegebenen Fullstandes die Zufiihr von C0 2 unterbricht. Allgemein ist es von 
Vorteil, das oder die zu bestrahlende Objekte moglichst hoch mit gasformigem C0 2 
zu bedecken, da dann der Sauerstoffgehalt am Ort des Objektes geringer ist. An der 
Oberflache oder in der Nahe der Oberflache des gasformigen C0 2 ist immer ein 
bestimmter Restgehalt an einem diffundiertem Sauerstoff vorhanden. Zur 
Sicherstellung der Qualitat der UV-Bestrahlung kann vorteilhafterweise in der Nahe 
der zu bestrahlenden Objekte ein Sauerstoff-Sensor vorgesehen sein, der den 
Sauerstoffgehalt misst. Falls der Sauerstoffgehalt einen vorbestimmten Wert 
uberschreitet, beispielsweise 10 %, so kann ein Alarmsignal ausgegeben werden, das 
dem Bedienpersonal anzeigt, dass die UV-Bestrahlung moglicherweise weniger gut ist 
als geplant. 

Anders als in Fig. 1 dargestellt konnen auf dem Objekttrager 14 auch mehrere zu 
bestrahlende Objekte angeordnet sein. Weiterhin kdnnen die Zufuhreinrichtungen 10 
zum Zufuhren des gasformigen C0 2 in die Bestrahlungskammer auch am 
Objekttrager 14, beispielsweise in der Bodenplatte 17 angeordnet sein. Weiterhin sind 
in der Fig. 1 dargestelltem Beispiel die UV-Bestrahlungseinrichtung 2 und der 
Objekttrager 14 dergestalt angeordnet, dass sie den oberen bzw. unteren Teil der 
Bestrahlungskammer bilden. Dies ist hinsichtlich des hoheren spezifischen Gewichtes 
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des gasformigen C0 2 im Vergleich zur Luft vorteilhaft. Es konnen jedoch auch 
andere Anordnungen gewahlt werden. 



In der Fig. 3 ist eine schematische Querschnittsansicht einer zweiten 
Ausfuhrungsform eines erfindungsgemaBen Bestrahlungssystemes 20 dargestellt. 
Dabei zeigt Fig. 3 eine UV-Bestrahlungseinrichtung 21 und einen Objekttrager 29 im 
zusammengebrachten Zustand. Die UV-Bestrahlungseinrichtung 21 umfafit einen mit 
einem Lichtwellenleiter 25 verbundenen Lichtteiter-Punktstrahler 24 als UV-Lampe, 
der in einer Grundplatte 22 gehalten ist. In der Grundplatte 22 sind 
Zufuhreinrichtungen 26 zum Zufuhren von gasformigen C0 2 in die 
Bestrahlungskammer vorgesehen. AuBen an die Grundplatte 22 schlieBt sich ein 
Deckelring 23 an, in dem sich Entluftungsoffhungen 27 zum Entluften von Luft aus 
der Bestrahlungskammer beim Einfullen von gasformigen G0 2 vorgesehen sind. An 
der oberen Seite der UV-Bestrahlungseinrichtung 21 ist eine Verbindung (nicht 
gezeigt) zu Antriebsmitteln vorgesehen, die eine Hubbewegung der UV- 
Bestrahlungseinrichtung 21 hin zu und weg von dem Objekttrager 29 bewirken. 

Der Objekttrager 29 umfaflt eine Tragerplatte 30, auf der ein zu bestrahlendes Objekt 
31 angeordnet ist. Die Tragerplatte 30 ist von einer Bodenplatte 33 gehalten, an die 
sich einstuckig Seitenwande 34 anschlieBen. Beim oberen Rand der Seitenwande 34 
sind Dichtungen 36 vorgesehen, und zwar um die Bestrahlungskammer abzudichten. 
Die Dichtungen 36 konnen alternativ auch am auBeren Rand der Deckelplatte 23 der 
UV-Bestrahlungseinrichtung 21 vorgesehen sein. 

Der Objekttrager 29 weist weiterhin eine Verbindung 35 zu Antriebsmitteln auf, die 
eine Hubbewegung hin zu und weg von der UV-Bestrahlungseinrichtung 21 
bewirken. 



Fig. 4 zeigt eine schematische Draufsicht auf die UV-Bestrahlungseinrichtung 21 von 
Fig. 3. Hierbei sind die Zufuhreinrichtungen 26, beispielsweise kleine Rohre zum 
Zufuhren des C0 2 in die Bestrahlungskammer und die Entluftungsldcher 27 zum 
Entluften der Luft zu erkennen. 

Die gegenseitige Bewegung der UV-Bestrahlungseinrichtung 21 und des 
Objekttragers 29 sowie die Vorgehensweise beim Bestrahlen eines oder mehrerer 
Objekte sind identisch mit den Funktionen und Eigenschaften, die im Bezug auf das 
in den Figuren 1 und 2 gezeigte Ausfuhmngsbeispiel erlautert wurden. Auch im 
Ausfuhrungsbeispiel der Figuren 3 und 4 konnen ein Sauerstoff-Sensor und/oder ein 
MeBpegel-Sensor vorgesehen sein. 



Weiterhin ist hervorzuheben, dass die Innenseiten der Grundplatte 22, der 
Deckelplatte 23, der Seitenwande 34, der Bodenplatte 33 und der Tragerplatte 30 mit 
einem hoch reflektierendem Material 28 versehen sind. Das hoch reflektierende 
Material gewahrleistet eine moglichst hundertprozentige Reflektion der UV- 
Strahlung, so dass auch 3-dimensionale Objekte effektiv bestrahlt werden konnen. 
Das hbchreflektierende Material 28 ist beispielsweise hochreines Aluminium. Das 
gleiche gilt fur die Innenseiten der Deckelplatte 9, der Seitenwande 12, der 
Bodenplatte 13 und des Objekttragers 14 des ersten Ausfuhrungsbeispieles, die 
ebenfalls mit einem hochreflektierenden Material 13 versehen sind. 
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Anspruche 

1. Bestrahlungssystem (1; 20) zum BestraWen von Objekten mit ultravioletter (UV) 
Strahlung, mit 

einer UV-Bestrahlungseinrichtung (2; 21)zum Bestrahlen eines oder mehrerer Objekte 
mit UV-Strahlung, 

einem Objekttrager (14; 29) zum Tragen eines oder mehrerer zu bestrahlender 
Objekte, (15; 31) 

wobei die UV-Bestrahlungseinrichtung und/oder der Objekttrager so ausgestaltet sind, 
dass sie zum Bestrahlen des oder der auf dem Objekttrager angeordneten zu 
bestrahlenden Objekte zusammengebracht werden konnen, wobei die UV- 
Bestrahlungseinrichtung und der Objekttrager im zusammengebrachten Zustand eine 
Bestrahlungskammer bilden, und wobei eine Zufuhreinrichtung (10; 26) zum 
Zufuhren von gasformigem Kohlendioxid (COj) die Bestrahlungskammer und eine 
Entluftungseinrichtung (11; 27) zum Entluften von Luft aus der Bestrahlungskammer 
beim Zufuhren von gasformigem COj dergestalt vorgesehen sind, daB sich das oder 
die Objekte auf dem Objekttrager wahrend der Bestrahlung in gasformigem CO, 
befinden. 

2. Bestrahlungssystem (1; 20) zum Bestrahlen von Objekten mit UV-Strahlung gemaB 
Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB eine Anzahl von Objekttragern (14; 29) an einer Bewegungseinrichtung 
vorgesehen sind, die die Objekttrager nacheinander zu der UV- 
Bestrahlungseinrichtung bewegt. 

3. Bestrahlungssystem (1; 20) zum Bestrahlen von Objekten mit UV-Strahlung gemaB 
Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzei chn et, 

daB Antriebsmittel die UV-Bestrahlungseinrichtung (2; 21) Ipnd den Objekttrager (14; 
29) zum Bilden der Bestrahlungskammer aufeinander zu bewegen. 

4. Bestrahlungssystem (1; 20) zum Bestrahlen von Objekten mit UV-Strahlung gemaB 
Anspruch 1, 2 oder 3, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die UV-Bestrahlungseinrichtung (2; 21) und/oder der Objekttrager (14; 29) 
Dichtungen (19; 36) zum Abdichten der Bestrahlungskammer aufweisen. 



• ••• •• ! !••• 

• • • • - • • 
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5. Bestrahlungssystem (1; 20) zum Bestrahlen von Objekten mit UV-Strahlung gemaB 
einem der Anspruche 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die UV-Bestrahlungseinrichtung (2; 21) und/oder der Objekttrager (14; 29) 
5 seitliche Wande (12; 34) zum seitlichen Begrenzen der Bestrahlungskammer 
aufwi^sen. 

6. Bestrahlungssystem (1; 20) zum Bestrahlen von Objekten mit UV-Strahlung gemaB 
einem der Anspruche 1 bis 5, 

10 dadurch gekennzeichnet, 

daB im zusammengebrachten Zustand die UV-Bestrahlungseinrichtung (2; 21) einen 
oberen Teil und der Objekttrager (14; 29) einen unteren Teil der Bestrahlungskammer 
bilden. 

15 7. Bestrahlungssystem (1; 20) zum Bestrahlen von Objekten mit UV-Strahlung gemaB 
einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die UV-Bestrahlungseinrichtung (2; 21) und/oder der Objekttrager (14; 29) an 
ihren die Bestrahlungskammer bildenden Innenseiten hochreflektierendes Material 
20 (13; 28) aufweisen. 

8. Bestrahlungssystem (1; 20) zum Bestrahlen von Objekten mit UV-Strahlung gemaB 
einem der Anspruche 1 bis 7, 

dadurch gekennzeichnet, 
25 daB die Zufuhreinrichtung (10; 26) zum Zufuhren von gasformigem C0 2 an der UV- 
Bestrahlungseinrichtung und/oder dem Objekttrager angeordnet ist. 

9. Bestrahlungssystem (1; 20) zum Bestrahlen von Objekten mit UV-Strahlung gemafl 
einem der Anspruche 1 bis 8, 

30 dadurch gekennzeichnet, 

daB die UV-Bestrahlungseinrichtung (2; 21) und/oder der Objekttrager (14; 29) einen 
Sauerstoffsensor zum Messen des Sauerstoffgehaltes in der Bestrahlungskammer 
umfassen. 



•••• 



